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ダイヤモンド中の浅いNVセンターにおいて、基板外部の核スピン[1]の高感度検出（ナノスケールMMR）

が期待されている。しかし、NVセンターの特徴である長いコヒーレンス時間が表面近傍では1桁以上減少

する[2],[3]。そこで、ナノスケールNMR 応用には、XY8法などの dynamical decoupling[4]の手法で除去されな

い表面近傍の磁場のゆらぎ（ノイズ）の低減が重要になる。 

本研究では、12C を濃縮した高純度[5]ダイヤモンド基板の表面

近傍に低加速（1-5 keV）イオン注入法によりNV センターを形

成し、酸処理、及び種々の表面処理を行った場合の特性を評価し

た。ダイヤモンド表面の酸化処理として、UV オゾン処理[6]、酸

素雰囲気でのアニール処理[7]、酸素プラズマ処理[8]を行った。な

お、本研究では天然存在比でほぼ存在しない（約0.36 %）15Nイ

オンを注入したため、15NからなるNVセンター（15NV）は表面

近傍に位置すると判断できる。14NV と 15NV は FID の測定から

判別可能であるが、FID の減衰時定数（T2
*）が極めて短い場合

や、NVセンターの負の電荷状態が極めて不安定な場合には 14NV

と 15NVの区別は困難になる。図1及び図2に、1.2 keVイオン注

入領域のUVオゾン処理前（酸処理後）と処理後において観測さ

れた、単一のNV センターのRabi 振動のコントラストの分布を

示す。オゾン処理前（図1）では、バルクのNVセンターと比較

してコントラストが悪く、14NV として識別されるものは約 17%、15NV として識別されるものはなかった。

残りの約83%は識別不可能であった。UVオゾン処理後（図2）には、15NVが約38%観測され（図2中に赤

色で示した）、識別不可能なものは約 15%であった。また、処理後のコントラストの平均値が処理前（酸処

理後）の2倍以上になっていることから、電荷状態が安定したと考えられる。この結果、UVオゾン処理と

いう弱い酸化が、低加速イオン注入により形成された浅い 15NV－の観測に有利な環境を提供することがわか

った。 
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